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PrOfunesentrag gem. i 44 PetG est gettolK 

(§) Masks und Verfahren turn Bellchten von flaxographkohen Platton 

@ Die Erfindung baxiaht ileh auf atoa Maafcs (!) turn 
Baflchten flexographiaohar Plattan. tfla MbM dam btatren 
StandardbPd mil dwohflcslgen und oadmMSadflan fl»- 
chan Uohtmodtftterar (9) teiatfv zu dan tfurthliealgen und 
undurchlieeigen Aiehsn etrfweitt um dla Benefitting der 
flexographbohan Ritta (1) ze modtfUfefan, to daE Verxer- 
rungeeffekie kompentiart warden, die atrfgrund von Anni- 
he/ungaeffektan odar tufgrvnd kfainar feoltoner 8mikturaW- 
maftte antatahan kdnnen. Woherhln wH am dtasbazfigQ- 
ehea Verfahren vorgetchlagan. 
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Beschreibung der Ring neben dem Strukturaleinent eine habere opti- 

n - „ - . . . , ... . «ie Dlcfaic aufweist und zum Rand des Rings bin eine 

Die ErfLndung bezieht uch auf den Druckbereich und gwingete ptbcheDichteaufweiK. 

fSj^L m \ rt? ^ teUen von Photopolymenea Man kann auch Korrekuren deraniger Verzerrun- 

IX&^J^J^^IU^P,^. v 5 gen In Nlbe der isolierten Strukturclemfnte urr7cr^- 

Beua nersteuen flaogrvphischer Flatten unter Ver- wendung von Anpassungen bei der Maske erzeueen. die 

wendungvon Phowpolymwen werden Masken fiber eusrekhend kick Sun jenSs to A«SSdes 

kann flusag oder fest seta. Des Photopolymer wiri hmg des abbikleaden Lichtcs errieh wird P 
durch den Ftlm bzw. die Maske fOr euuge wenige Minu. l0 Die Muke kaon cin intesralet Tefl der Plane «fn 

tes belichtet. We freien, durcUlctlgea Berelcfae in dea det werden. Die Muke kam wtoeakdvierbaTsdn. 

i£ ST.^Sff^a "JS"** «^tri« «»d ««I die Wanne loan mittels InfriSXwen^S 
das Photopolymer hlrtet (d. h. veraetzt). Fflr beste Br- reitgestellt werden. 

gebnisse find Mr venefaledeae Bereiehe in den BUd iS Die BeUchuiagsmodifizierung kann durch eine licht. 
verschiedeae Behcbujogen erforderfidx Zum Bdspiel dimpfende Emktung erfolgtn, die iKchSch der 
fl t tm ^ iaw Punto arf <iem Hfav der von weiten. Undurehlissigkeit zwuchen freien und uAdurcbJawigTn 

i^fiS^^m^f^ 6 ??'^?^ BereichenUegtDUSlarkederDtapftwglaimpro^r. 
emp&dlich, da nmel Ucht den Biklpunkt mfgrund ei- tio^ ^bemtgciieJltmV^emengewin. 
ner l^ubJeitungfaduPo^eruntwdemPuaktvo-- » Hinskbtlich de* Verfahreas wird insbesondere das 
sebwinden I^l Ge^lme Berefcbe auf dem Film Matlderee einer flexographfatex Platte mh dnem 
werden zu nichtdruekenden Flachen auf der Platte, da Photopolymer vorjwehen/das das Bestimmen der Be* 
das Polymer aiefat hlrtet und bei der Weiterverarbei- rekfae, fQr die eine Verzerrungskorrektur erforderlich 
tung weggewatchen odet entferat wird Das Gegenteil ist, und der Ucntraenge aufweist. fOr die eine Dgmpfune 
gilt fflr emen emzelnen freien Punkt in der Mine enter * oder Verstlrkung benotigt wird Uchtmodifizierer wer- 
groBen sehwarzen FHche des Films. Der freie Punkt den in Bereicben der Muke zum Korrigieren der Ver- 
wtrd went ausreichend behchtct Dieses Problem ist in zerrung vorgeschen, und dann wird die flexogxaphische 
der Industrie bekannt und die OMche LSsung besteht Platte durch die Maske mit abbudendem Licht belichtet 
darm. kleme Tefle ones undurchlasstgen Materials als Ausfflhrongsbeispiele der Erfindung werden nachste- 
Masken zu verwenden, die wlhrend des BeHehtangs- 30 hend anhani der Zeichnung niher crliutert. Es zcixen - 
prozesses wohlQberlegt don herumbewegt werden. Fig, 1 einen Querschnitt einer Maske des Standes der 
Dieser Vorgang ist zeitraubead und erfordort eine er- Technik beiin Bclichten von Phcnopolymcr-Flcxoera- 
fahrene Bedienperson, um die kleinea Eehtblockteren- phie-Platten; 

dea Masken auf der Oberseite der Hauptmaske anzu- Flg> 2 einen Queraonnitt durch den Aufbau einer er- 
ordnen und dlese zum geeignetcn Punkt bei der BeUcb- ss fiadungsgemiBen Maske; 

tung zu cntferaen. F|g. 3a eine Draufsjctt der Maske. die eine Annah^ 

Die Aufgabe dex Erfindung besteht dirux, eine ver- rungskorrelctur dantelit; 
besserte Maske 2uschaffen,um in der Lageznsein, die Fig, 3b eine Platte nach der Aimlherungikorrekmr 
ganze flexograpiiiscbe Platte mit einer emzigen Bench- mit der In Fig. 3adaigestellten Maske; und 
tungsvorgang zu txiUchtea. 40 Fig. 4 eine Draufsicbt der Maske, die Pixelpunkte dar- 

Ferner sou eine flexographische Druckplatte mit ei- stelK. die zum Bewirken enter Uchtdampfung verwen- 
ner hdheren AuflSsung ab derzeit mSgiiefa gesehaffen det werden, 

Wie aus dem Vergkich der Fig. I und 2 ercichtlich, 

Diese Aufgabe wird durcb erne Maske brw. ein Ver- besteht eine fJezographiiche Druckplatte fan wesendi- 
fahren znm HertteJlen einer Maske gemlfi den Merk- 4$ chen aus einer Photciwlymefschicht 1, sowie gef. einer 
malen der AnsprOehe 1 bzw. 28 gelost Vorteuhafte Aus- elastomeren Sebieht 2 (die die gleiehe Zasammenset- 
gestaltungen autdGegenstand van Unteransprftehen. zuog wie die Schieht 1 aufweisen kann) und einer Tra- 

losbesondere wird hierbei eine Maske nut durehlissi- gerschicht 3 f Or eine erh&hte Forms tab Stat. Die Schieht 
gen und undurchsiehtigen Berekben und Liehtmodifi- 3 ist typiscnerweise ein PolymenDaterial, koonte aber 
ziermittda reladv zu dieses durchsichtigen und un- $0 auch eme MetaUschicht sein. Die Platu 1 wird durch den 
durchslchagen Berelchen far eine Anwendung beta Be- Film oder eine Maske 5 unter Verwendung parallelge- 
iichten(nvteiner>bbadendenStraJi!ung)eiiierflexogra- ricfateten UV-Lichtej 7 belichtet Bd einigen Anwen- 
phischen Druckplatte mit Photopolymer gesehaffen. dungen wird nichtparalletgerichtetes Licht verwendet, 
Die Ijchtme^xnaermittel modifizieren die Liehtbahn jedock Ut fur eioe hodiqualiudve Halbtooarbelt pan}- 
bzw. die Lichtmenge zum Photopolyiner auf der flexog- 55 lelgerichtetes Licht erfcrderiich. Fflr beste Leistung bin- 
raphischeo Platte, um Vmemingseffekte zu kompen- siehdkh vertchiedener Berekhe in dem Biid (2. B. Her- 
sieren. Die Vorzemings- bzw. Verformungseffekte kon- vorhebungen bzw. helle Bereiehe und Schatten) sind 
nen eine Folge kleiner Strukturelemente bei Trennungs- verschiedene Bcfichtungsmengcn erforderlich. Traditio- 
oder Annaherungseffektenseia nellwurde dieses durch Verdunkdn bzw. Abdccken der 

Derarttge Verzerrungen auf grand von eng benach- so Berekhe, ffir die weniger Licht erforderlich ist, fur einen 
barten Strukturelementen konnen nunmehr durch das Teil der Beh'chtuagszeit unter Verwendung dnes un- 
Brzeugen einer Brliphtung sntcdifizierung in der Maske, durchsichtigen Gegenstands (B«zugtzeichen 6 in Fig. 1) 
iasbesondere to Form einer verformten Randzone kor- durdujefahrt FOr die Anordnung und die Bcsdmmung 
rigiert werden. der Auflagedauer det undurchsichtigen Gegenstands 6 

Verzerrungen aufgrund von isoHert Begendcn Struk- a ist jedoch eine betrWnliche Erf ahrungcrforderltcb, 
turelementen konnen durch das Erzeugen einer BeDob- Bei eiaem bevorzugten AusfChruagsbcispiel Un ein 
tungraodb'fcerung in Form ernes Rings um das Struk- Uchtmodlfizicrer 9, der in diesem Fall ein Lichtdamp- 
turelement henim insofem korrigiert werden, als daB fungselement oder ein Licht teilw ise absorbierenda 
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bSi^^^^ MaSlCCD f^i^ e - lbkdven wameiscfierenden thcrmlscfaen Scfaich- 

JSn^^K^SL! ~ JISS*^ South Haddy, MASS) fiikamierVn Scntlo 

meue Regel lauttt, daB klare bzw. durchsichcge Berei- 5 Bd deem Aurfflhnmiiteispiti kJSde Kken- 
cbe am Ideme i»bme Smitoerkmaie auf der Mas- schicht 5 hinsichtlichXIKS b SralLSES 

»r Or einenhc^hchteten B^auf dergedruckten Veiuum) gcbahtn wer*nJkT eaem a^enAuS 
»*•«« Stnikturmerkmal herum (dn rungsbeispiel kann die SchichtsSSSj btiiSn. 
hochbeUctteter Bereich cntspricht einem Berekh der , e stfickigts Tcfl der P]«te J «abfldtt^^2SJS. 

k uL,fX « «i* «» einem anderswo Hcgendw tet wird, wie dies in US-PitenT«61275 oftabwist. 
hocbi*hcht«« Bereich. Sogar elne tefar verein/achte Der B^tungsabkuf ist jedoch VbSZfxESSE 
tegd, b^dsw^e d„ Herabscuen der die Make 5 *cb: par*S£Sw id^t.p£2e^SS 
dur^«rahlendenBeBehtung$meage«in30%-50%ia , 5 Lfcht 7 wird durch undurehliKire Beretche a 

l&SSLfSvP Ber *f hnuo « ^ Mfctaa wo die Masks 1^KS£5SdS 

Dichteder Uchtnodifizieru^seJemente 9 kann eine ge- Pfaotopoiymer l.das dem Licht 7 ausge^Svereem 
naue Mrtclhmgder Photopolymerisknag verweo. oder polymeri«ert Der Sie pho^potmSS 
det werden. Zom Beispid kann ein komraeraeD verfflg- M Bereich sollte Ober die nnze Sxi^ ^^^ZZ 
bare. Prognmn, da, «k PROLITH 3D (TM) bekannt Ebene2 £££ £JS£^ 

SJ^"J^!f^^ m * ^ b 5 eeta « 9. der elne variable IjchSux^ung b£5 wW 

und m die Schicht dngebaut ist ut zum Optimicrra der elne flbermaBige Belichtung UdnTschlttenbereiSe 

crforderittb. Dmii wd das «Zu««ken- kieiner, hiherrn Auffcnmg errcugt w«tten kaiSen. 
aS[^ * v^iedeB. und rine h6h«re Eine endere Art der BeBchtungskorrektur, die in der 

Abschinnupp- bzw. Abdeekungslinierung kaon ver- Maske 5 eufge&omines ist und die insbesondere wirk- 
wSSLIS ™ i r\ r ,. . „ u "» "enn eine Xombinaoon mh dem Lichtmodifi- 

,<zlZ ^ ^ Mwl«nfilm 5 konveationcU hcrgcstellt is: » 2ierer9derMaike3voixenonunen wim,lstals Annihc- 
(Sflberhalidi ist es tchvienj, eine hohe Seblrfe, wie tie rungikorrektur bekannt Diese Art der Korrektor fflr 
bel Halbionarbeit erforderBch ist zasammen mit einer elne Aberration, die beim BeCcbten von Phoiopolyme- 
veraaderb^enDimpfung (Grausktliening) zuemelen, ren lurftrit^ 1st im Berddt der Halbleiter bekannt Te- 
wodurcb die Erfindung ecwas schwierig auf dk Praxis zu docb wurde eine tolche Tecbnik nie «uf Druckplatten 
abertragen ist Die technhebe Umsetzung rteht jedoch 35 MgewendeL Ein ArnM der die Aimabenin«skorreklur 
gerade bevor, wenn thennitche Scbichien verwendet for die Halbleberbeistelliing besenreibt, Utb Tvlicrolit- 
T e lT?iP enn ^, C S W t L cn ^ . Schichlen . cher hography World', Frflhjahr 1996, encbienen. Diese Ef- 
durch Warme als dureh Uht akriviert werden. Enige fekte konnen durch em fiffentJich verfQgbares Software- 
der verfogbaren tbermuehea Sebcbten und imbeaon- Programm modeHiert werden, das ak PROUTH be- 
dere Produb^edurchdie J^dak Co. (Rochester, hJY) « kannt bt Insbesondere die neueste Vewion dieies Pro- 
und bation (frOher 3M, St Paul USA) bergesteOt wer- gramms. PROUTH 3D. bt fur die Bereehnuog von An- 
den, bietea eine groBe Scharfe und eine variable Damp- nanemngseffekten bei flexogrepbiscben Platten nOtz- 
fung. Das Prodnkt von Kodak wird unter dem Namen Uch. 

Direct D^taJ Thermal Hm verkaidt, und die Produkte Ein Beispicl fflr eine einfac&e AnnaneruogJkorrektur 
vontaation^MJimdalsDrySflverTheniulRImbe- 45 i«inHg.3aund3bdarge«eUtInl^.3aiindStruktur- 
l^rK. ^vl^tf 0 - W^ ten ^/ ,ie J °P t T * mmte « « der Maske5 abiichtlich verformt, 
sche Dtehte l^tdurchlaaagkeit) der Schicht dureh nm einer Kompentation fflr Annlhenmgseffekte beim 
Andem der therouchen Energie wihrend der Belkh- BftliehtungsprozeB zu dienea Don, wo eine Linie 1! 
tung eingesteih werden. Die thennisehe Energie kann nabe einer anderen Linie 10 Eegt in die Breite der Linie 
durch etocn Laser bereitgeitelh werden, der eine Infra- so 11 vwringert, um einer Kornpeosadon hinsicbtlkh einer 
rotsvahlung enutderen kann, Die« enaogiteht nieht nur erbdbten Belicbaug des Planenpolyinen auferund von 
*!? e Fl™^ 6 ™^ Dtopfung von akhtbaren) Licht Lichttbleitung von dem benachbanen Swukrurelement 
oder irv^trahlung, die zum Belichten der Photopoly- zu dleaen. Ecken in der Linie 11 sind ru jcMrferea 
menehieht aof der fiexograpbischea Platte fiber ansge- Ecken verformt, um eine Kompeniierong fftr eine Bk- 
wahlten Bereichen erfbrderiJch itu tondera auch eine » kenrundung zu bieten, die insonsten durch Lichwreu- 
yanable Dimpfung, die f fir eine optimale BeBchtung um ung und Lichtebleliung verunacht wird. In Fig. 3b er- 
jedes BOdelemenr herum genau berechnet werden kann, scbeinen die Soukturtiemente 1% U auf dem Photopo- 
umauf dtfPiattereproduaertwwerden. rymer 1 korrekt m gietchma%er Linienbreite. obwohl 

Zum Beisplel kann bei dem Dry Silver Thermal Film die zugehorige Maske Sin Fig. 3a verformt erscheint 
von Imaoon die optJsche Didite der Schicht in einem «o Wfirde die Maske 5 in Kg;. 3a keine solche Annahe- 
besummten Bereich abLaogig von der thcrmiachen ruDgskorrcktur aufweisea wflnten die Stmkturelemen- 
Energie, die fur dieses vorgegebenen Bereich berehge- t 10, 11 auf der Platte 1 verformt erscheinen. Zum 
ttellt wird, ttufenlos In dem Bereich von 0 bis 3 Eegen. Beispiel wflrden die Ecken in der Linie n danngerundet 
Eine optiscbe Dichte von 0 entspricht einer Lhhtdimp- erscheinea 

fung von 0%. Wahrend die opdscbe Dichte zuaisunt M Bd einem anderen AusfOhrungsbeupiel. das m Fig. 4 
bzw. erhoht wird, ntoimt die LichtdSmpfung ebenso zu, dargestellt ist. werden sehr feine Berdcfaianderungen 
bis die oprische Dichte skh einem Wert von 3 annihen, bzw. Berelchsanpassungen Jensens der AuflOsung des 
was emer LichtdJmpfung von 995% enupricht Die rein Photopolyraerprozesseg verwendet, um die Belichtung 
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zu dftmpf en bzw. zu modifizieren, wenn ewe kontbuier* 
liche Grauskala nicht gewOnscht oder nicht mOglich »t 
Zum Beispiel bewirkt ebe Pseudo-ZuMsstreuung cin* 
zeber Pixelpunkte 14 auf den Masken, die eincn isolier- 
ten freien Bereich 12 umgeben, eine Gesamifichtdlnip- 5 
fang, ohne die einzeben Punkte 14 jedoeb wiederzuge- 
ben. Dieses Verfahren ist zwar wenigcr wfcischeuswert, 
da die Punkte sehr'kleb sem mftesen, typbeherweise 
tinter 10 MBcrometer Iicgen mQssen. und nursehr hoch- 
aufldsend abbildende EInrichumget) verwendet werden 10 
k&aen. Dieses Verfahren wird jedoch verwendet wenn 
die SchichtS fQreine Grauskak nicht geeignet ist, z. B. 
thermische Schichten, vie Lasennark oder Polaroid's 
Helios (von Polaroid Graphic Imaging, W&fcfaam). Die* 
$er Lichtmodifizierer 9 b Form der PQoktdien 14 um 15 
den Punkt 12 herum wird in der Schicht S durch das 
Andern der oprjschen Dichte der Maske 5 entweder 
direkt auf der flexograpbischen Platte oder getrennt 
duroh Einsteilen der Laserenergie wihrend der Belich- 
rung be! versehiedenea Zafallsstellen b der Form von 20 
Pixelpunkten 14 oder einecn Ihn&chen Stndceurelement 
auf der Maskenschicht 5 erzeugL 

Die Bitderzeugung bei eber Photopolymer-Flexogra- 
phie-Platte auf eber konventionellen lithographic* 
Druckpresse mit einem extemen Trommelrekorder 25 
weist aJs ersten Schritt das Hersteilen der Maske 5 auf. 
Die Korrekturen fOr die vcrachiedenen Verzemingen 
bzw. St&rungen, die in dem Biid erwanet werden, wer- 
den entweder per Hand oder mit iithographischer Simu- 
lationssoftware modeUieru Das BOd mit den Korrektu- 30 
ren fOr die Verzemingen wird in digitate Information 
Qbertragen, und die digitale Information wird bei einem 
konventionellen Plattcnsetzer verwendet, urn die Be- 
lichtung miitels Laserdiodcn, die die Maske abbOdcn, zu 
positionieren und zu regulieren. Die Schicht kann ent* 
weder getramt ausgcbildet werden oder auf die Ober- 
seite der Photopolymersehicht 1 mittels eines extemen, 
tich drehenden AbbOdungszyiinders eber Vordruekma- 
scbine unter Verwendung einer SprQheinncfatung oder 
einer Plasmaabscheidung aufgeschichtet werden. Der 40 
LaserabbQdungskopf wdst eine Bank aus Abast'Infra- 
rot-Lasern auf, die die Maske entsprecheod den model- 
lierten BQddaten durch das ZufQhren bestimmter Wlr- 
meenergiemengen on bestunmten SteUcn abbOden. 
Nachdem das Abbilden der Maske abgeschlouen ist, 43 
bestchi der nlchste Schritt im Entfemcn der Maske 
oder der Maske and des Photopofymers von dan Zyfia- 
der und im Belichten der Photopolymersehicht mit pe- 
rallelgerichteter oder nicht-parallelgeriditeter UV- 
StrahIungdurchdieMa^e5,NacbdiesemSehriuwird » 
die fiexographische Platte z. B. in einer lithographischen 
Druckpresse verwendet- 

Beispiel 1 

55 

Eine Photopolymer-Flexographie-PIatte des Cyrel- 
PLS-Typs, beziebbar von DuPont dc Nemours and 
Company (Wilmington) wurde mit einer UV-Strahlung 
uber acbt Minuten unter einer SkW-Quecksilber-Kurz- 
bogenlampe unter Verwendung eines paxaOelrichten- » 
den Parabolreflektors belbhtet Die Cyrel-Piatte wurde 
mit einer D irect- Digitai-Thermal-Ftbi-SdBcht von Ko- 
dak (der Typ, der lnformidonsbalber als "Volcano FUm* 
bekannt ist) abgedeckt Die Schicht wurde verherge- 
hend auf einem Trendsetter 3244T (von Creo Products 65 
Inc. Burnaby, BjC, Kanada) tnh 3200 dpi und 830 nm 
beGchtet In dem Trendsetter wunden aQe freien FUchen 
auf dem MukenHlm mit 500 inj/em- belichtet Um die 



uolierten, feinen Struktunnerkmalc (z. B. Bezugzeichen 
12 b Fig. 4) m dem geschwftrzten Bereich {dkum die 
schmaleu dunkkn Bereiche auf der Schicht, die die 
nichtdruckenden Bereiche auf der Platte ausfaBden) 
wurde cin Ring mit dner reduzierten optisdxen Dichte 
belassen, und zwar durch das Beiassen ernes Rings mit 
einer Breite von eiwa 1 mm und einer UV-Dichte von 
etwa OX die zum Rand des Rings fun auf 0,1 abnimmt 
Dies wurde dumb das Beiiohten der Schicht mit 400 
mj/cm 3 bis zum Rand des Rings auf 500 mj/cm 2 anstei- 
gend erzidt (auf deser Schicht gilt, je h&her die Be£ch- 
tung, desto geringer die Dichte). Bilder, die Text, linien 
und Raster bat zu 150 dpi enthaltea wurden unter Ver* 
wendung dieses Verfahrens erzeugt. Die Platte 1 wurde 
b einer kxmventionellen An und Weise entwickelt Die 
Auflflsung fiber sc ar itt aomh das, was ohne den Uchtmo- 
difizlerer9 bzw. 14 eraelt wurde. 

Beispiel 2 

Es wurde dem gleichen Verfahren und Vorgehcn wie 
beim Beispiel I gefolgt. und zuattzlicfa wurde cUelinien- 
breite f Or erne Aaniherung an asdere Unien durch Ver- 
engen der Usie um emen BUdpuhkt b alien Plllen kor- 
rigiert, wo der Abstand zwischen deo linien unter 1 ram 
lag. Die Verbreitenmg von Linien an Stellen, wo sic 
nahe zu anderen beCdhteten Strukcurelementen 10. 11 
verliefen, wurde somit in hohem MaBe verringert. 

Pacentanspruchc 

1. Maske mit lichtdurchlissigen und undurdilassi- 
gtn Bereichcn fur eine Anwendung beim Belichten 
ebes Bildbereiches auf eber flocographischen 
Druckplatce mit abbildendem Ltcht, wobei die Plat* 
te zum Ausbilden bclichteter Bereiche em auf ab- 
bilde&des Licbt ansprechendes Photopolymer auf- 
weist, dadneh gekttmzelelutet, daB cfie Maske (5) 
emen Lidumodifiaerar (9) aufweist, der relativ zu 
durchllssigen und undurdilissigen Bereichen zur 
BeiichtungsmodifizieniGg und Kompenslerung von 
Verzerrungseffekten angeordnet isc 

2. Maske naeh Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der UehtmodiSziercr (9) auf der Maske (S) 
im Bereich Ideber, vonebander getrennter Struk- 
turmerkmale(10, 11, 12) angeordnet ist. 
3L Maske nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn* 
zeidmet, daS der Lkhtmodifizierer (9) eb verform* 
tes Rartdteil ist das zwischen freien und undnrch- 
tts&igen Bereichen zum K^mpeniieren eber Ver- 
zemmg aufgnmd von Annabeningseffekten und/ 
oder im Bereich von Ecken zum Erzeugen eines 
unverformten BOdes nach dem Belichten mh abbil- 
dendem Lbht posttionierbar ist 

4. Maske nach cmem der AnsprHche 1 bis 3, da- 
durch gckcnnreichnct, daB der Lichtmodifizierer 
(9) eb angepafiter Bereich zum Dtapfen von ab- 
bildendem Ltcht ist und Anpassungeo aufweis^ die 
ausreichend kleb sbd, um jensehs der AuflOsung 
des Photopolymers auf der Platte (1) zu liegen. 

5. Maske nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB der angepaBte Bereich ebe VerteOung em- 
zelner Pixelpunkte (14) ist 

6. Maske nach einem der AnsprOche 1 bis 5, da- 
durch gekeniBdcfanet daB die Maske (5) auf der 
Platte (1) cifutOcldg aiugebildet ist 

7. Maske nach Ansf^uch 6, dadurch gekennzelch- 
net, dafi die Maske (5) winne«ltdvierbar ist 
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& Maske nach Anspruch 7, dadurch gekeniueich- 
net. dafi die Wirme durch Infrarot-Laserenergie 
bereitgesteQtjst 

9. Maske nach dnexn der Ansprtchc l bis 5, da- 
durch gckctmzcichne^daBdleMaske(5)emstackig 5 
as einer Schicht getrennt von der Plane (I ) ausge- 
bildet ist 

10. Maske nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Schicht warmeaicnvjerbar ist 

J 1. Maske nach Anspruch 10, dadurch gckennzeich- 10 
net, daB die Wirme durch Infrarot-Laserenergie 
bertitgestelltist 

12 Maske nach einem der AnsprQohe I bis IU da- 
durch gekennzeichnet daB das abbildende Lkfct izn 
Ukraviolettberekh liegt lS 

13. Maske nach einem der Ansprflche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet daB der LfcbtmodffMerer 
(9) eta Bchtdarapfendes Mittel 1st das hinsichtlich 
der Undurehttssigkeit moschen den durchlisagen 
und undurchlflssigen Berekhen liegt, und in ausge- » 
wfihltcn Berekhen der Maske (5) torn Koaipensie- 
ren von Verzerrungseffekten and zum Erzeogen 
eines nicht verformten Bildes nach dem Bclichtcn 
mit abbildendem Licht positioniert ist 

14. Maske nach Anspruch 13, dadunoh gekennzeich- ^ 
net. daB der Ijchtmodifizzerer(9) eine Verzemings- 
wirkung aufgrund der Nfihe von einem ersten 
Struktureiement (W) nahe einem zwehen Struktur- 
element (11) kompensiert 

15. Maske nach Anspruch 14, dadurch gekeonzelch- 30 
net dafi der Ltchunodifizierer (9) ein verfonntes 
Randteil ist, das rwjschen durch itaigen und un- 
durchl&ssigen Bereichen zum Kompensieren einer 
Veraerrung aufgrund von Ann&herungseffekten 
und Ecken positionierbar ist, so daB ein nicht ver* 33 
formtes Bild nach dem Anssetzen unter abbDden- 
dem Licht erzeugt wird 

16l Maske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeieh- 
net, dafi die Maske (5) integral an der Platte (1) 
ausgebildetist ^ 
17. Maske nach Anspruch 16, dadurch gekennzaicb- 
net daB die Maske (5) wflrmeaktivierhar ist 
IS. Maske nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich* 
net dafi die Wfinne durch Infrarot-Laserenergie 
bercitgestelltist 45 

19. Maske nach Anspruch 17 oder 18, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die D&mpfung des abbDdenden 
Lichtes abhangig von der bcrcitgesteBten Wirme 
variabelist 

20. Maske nach Anspruch 13, dadurch gekennzekb- 50 
net daB die Maske (5) integral an einer von der 
Platte (1) getrennten Schicbt easgcbildet ist 

2 1 . Maske nach Anspruch 2a dadurch gekennzeich- 
net, daB die Schicht w&nneaktivterbar ist 

22 Maske nach Anspruch 21, dadurch gekenn2eJch- 55 
net daB die Wirme durch lofrarot-Laserexiergie 
bereitgestelltist 

23. Maske nach Anspruch 21 oder 2% dadurch gc* 
kennzeichnet, daB die Dimpfung des abb&denden 
Lichtes abhXngig von der bereitgesteflten Winne » 
variabelist, 

24. Maske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich* 
net daB die Maske (5) eine Venerrungswirkimg 
aufgrund von kleinen isolierten Stmkturelementen 
(12)kompenoen. & 

25. Maske nach Anspruch 24, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Lichtmodifizierer (9) ein Ring um das 
tsolierte Struktureiement (12) ist vobei <k r Ring 
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eine Ultraviolettdicbtc von etwa 0,2 neben dem 
StniktureJement (12} aufweist, die zum Rand des 
Rings auf 0,1 ebnimmt 

26. Maske nach Anspruch 25, dadurch gekennzeich* 
net, dafi die Breitede* Rings etwa 1 mm betragt 

27. Maske nach emem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet. daB die Schicht 
eine SOberhafidschicht ist 

28. Verfahren rum Ausbilden einer Maske fflr eine 
photoempfindkche Qexographische Platte mit ei- 
nem Photopolymer 211m Korrigieren von Verzer- 
ningen,aufweisend; 

(a) Bes tinmen von Stmkturelementen (10. 11, 
i2X die eine Korrekrur fflr eine Verzeming 
oder Isolienmg erf orderlich mflf> h m; 

(b) Ausbilden von lichtmodi&ziereni (9) an der 
Maske (3), die fur die Korrektur erforderfich 
slnd;und 

(c) Belichten der Maake (5) mit einer Masken- 
abbfldangsstrah)ung(7). 

29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet daB ah Lkhtmodlftzierer (9) modifiziene 
Rand teiie, die zwischen durchl2ssigen und undurch- 
Ussigen fiereicfaen der Maske (5) angcordnct sind, 
zum Kompensieren einer Veizerrung aufgrund von 
Annflheningveffekten und Ecken vorgesehen sind 

30. Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lichtmodifi2ierer (9) va- 
riable Dimpfungsmittel aurweisen, die um isoliene 
Stmkuireleniente (12) henim u^geordnet sind und 
zum Korrigiercn einer Verzerrung dienen. 

31- Verfahren nach einem der Ansprficbe 28 bis 30, 
dadurch gekennzeichnet dafi als Uchtmodifizierer 
(9) eine Veneflung von Pixelpunkten (14) um iso- 
liene Stmktureiemente (12) herum vorgesehen 
wird, for die eine Korrektur hinsichtlich einer Ver- 
zeming erforderiich ist wobei die Pixelpanktc (14) 
ausreidiend Idein sind, um auf der photoempfindli- 
chen ilexogrmphtschen Platte (1) jenseits der Aufl6- 
sung des Photopotymers zu liegert 
32 Verfahren nach einem der AnsprOche 28 bis 31, 
wobei die Maske (5} integral mit der flexogr&phi- 
schen Platte (1) ausgebDdet wird 
33l Verfahren nach einem der AnsprCche 28 bis 31, 
dadurch gekennzekhnet daB die Maske (5} auf ei- 
ner Schicht getrennt von der Platte (1) ausgeMdet 
wird 
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